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Zařízení pro depozici tenkých vrstev magnetronovým naprašováním

[bookmark: _GoBack]Popis přístroje a jeho využití
Zařízení je určené jak pro výzkum a vývoj v oblasti přípravy nových materiálu metodou magnetronového naprašování, tak i pro rutinní povlakování a pokovování substrátů. Zařízení bude vybaveno držákem substrátu, který svými rozměry umožňuje pracovat s kruhovými substráty velikosti alespoň 4 palce. Tento držák umožňuje současné vyhřívání substrátu v prostředí obsahujícím kyslík minimálně na teplotu 800 stupňů Celsia, přivedení vysokofrekvenčního signálu a rotaci v průběhu depozice. Držák je vybaven motorizovaným zdvihem. Zařízení je vybaveno magnetronovou hlavou pro terče o průměru minimálně 2 palce, která bude vybavena manuální clonou. Zdroje pro buzení plazmatu a předpětí na substrátu nejsou součástí dodávky. Zařízení bude možné provozovat v manuálním režimu.

Technické podmínky

	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce
	

	Typ/Model
	




	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	Zařízení je možné osadit minimálně 
3 magnetronovými hlavami v konfokální konfiguraci. Zařízení však bude vybaveno jednou magnetronovou hlavou. Magnetronové hlavy jsou připraveny pro kruhové terče o velikosti alespoň 
2 palce v průměru a jsou vybaveny vlastní manuální clonou. 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Zařízení umožňuje depozici vrstev na kruhové substráty o průměru alespoň 4 palce nebo případně na několik substrátů menších rozměrů.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Terče jsou uloženy takovým způsobem, aby při jejich výměně nedošlo ke kontaminaci depoziční komory chladící vodou.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Zařízení je možné dovybavit load-lockem. Vakuová komora je vybavena vhodnou zaslepenou přírubou.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Je požadován mezní tlak v depoziční komoře menší nebo roven 1×10-4 Pa, komora je čerpána suchou vývěvou.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Zařízení je vybaveno držákem, který svými rozměry umožňuje pracovat s kruhovými substráty velikosti alespoň 4 palce.  Tento držák umožňuje současné vyhřívání substrátu v prostředí obsahujícím kyslík minimálně na teplotu 800 stupňů Celsia, přivedení vysokofrekvenčního signálu a rotaci v průběhu depozice. Garantovaná teplotní stabilita vyhřívání držáku substrátu je lepší než ± 20 stupňů Celsia 
na maximální teplotě. Zdroj pro vyhřívání držáku je součástí dodávky, zdroj vysokofrekvenčního signálu pro předpětí není součástí dodávky.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Pro snadný přístup do komory je systém vybaven zvedacím zařízením horní příruby.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Je možné měnit vzdálenost držáku substrátu 
a magnetronových hlav o alespoň 10 cm motorizovaným posuvem držáku substrátu.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Depoziční proces je manuální.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení obsahuje 1 průtokoměr pro argon 
a minimálně 3 průtokoměry pro dávkování reaktivních plynů.
Pozaďový tlak v komoře je měřen vakuovou měrkou, pracovní tlak kapacitní měrkou, měrky jsou oddělené od komory ventily. Komora je vybavena zavzdušňovacím ventilem.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Zařízení je vybaveno okénkem a alespoň 6 volnými přírubami.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)


*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.
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